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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年5月8日(2008.5.8)

【公表番号】特表2003-528353(P2003-528353A)
【公表日】平成15年9月24日(2003.9.24)
【出願番号】特願2001-569560(P2001-569560)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/42     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   7/32     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   7/50     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ   7/42    　　　　
   Ｃ１１Ｄ   7/32    　　　　
   Ｃ１１Ｄ   7/50    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６４７Ａ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５７２Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月14日(2008.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　フォトレジスト除去または金属エッチング後の清浄の間に、有機溶媒
含有組成物による集積回路表面へのナトリウム吸着を阻害する方法であって、
ａ）１,２－ジアミノシクロヘキサンテトラカルボン酸（ＣＹＤＴＡ）、
ｂ）該組成物の重量で約１ないし約５０％の量で存在する求核性アミン、
ｃ）約１０の割合の水で希釈したときに該組成物が約９.６ないし約１０.９の水性ｐＨを
有するように該求核性アミンを部分的に中和するのに十分な量の、水性溶液中で２.０ま
たはそれ以上のｐＫ値および１４０以下の当量を有する、窒素非含有弱酸、および
ｄ）該溶媒が、約８ないし約１５の溶解度パラメーターを有するストリッピング溶媒系で
あり、該組成物の重量で約５０％ないし約９８％の量で存在する、
を含む有機溶媒含有組成物に、該表面を接触させることを含む方法。
　　【請求項２】　該弱酸が該ストリッピング組成物の重量で約０.０５％ないし約２５
％の量で該組成物中に存在する、請求項１に記載の方法。
　　【請求項３】　該弱酸が２.５またはそれ以上のｐＫを有する、請求項２に記載の方
法。
　　【請求項４】　該弱酸が１,２－ジヒドロキシベンゼンである、請求項３に記載の方
法。
　　【請求項５】　該求核性アミンが２－アミノエタノールである、請求項４に記載の方
法。
　　【請求項６】　該溶媒系がＮ－メチル－２－ピロリジノンおよびテトラヒドロチオフ
ェン－１,１－ジオキシド、並びに場合により約１０％までの水を含む、請求項５に記載
の方法。
　　【請求項７】　約５０％ないし約９８％のＮ－メチル－２－ピロリジノン、約１ない
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し約２０％のテトラヒドロチオフェン－１,１－ジオキシド、約１ないし約２０％の水、
約１ないし約５０％の２－アミノエタノール、約０.０５％ないし約２５％の１,２－ジヒ
ドロキシベンゼン、および約０.０１％ないし５％の１,２－ジアミノシクロヘキサンテト
ラカルボン酸を重量ベースで含む、請求項１に記載の方法。
　　【請求項８】　フォトレジスト除去または金属エッチング後の清浄の間に、有機溶媒
含有組成物による集積回路表面へのナトリウム吸着を阻害するための組成物であって、該
有機溶媒含有組成物が、
ａ）１,２－ジアミノシクロヘキサンテトラカルボン酸（ＣＹＤＴＡ）、
ｂ）該組成物の重量で約１ないし約５０％の量で存在する求核性アミン、
ｃ）約１０の割合の水で希釈したときに該組成物が約９.６ないし約１０.９の水性ｐＨを
有するように該求核性アミンを部分的に中和するのに十分な量の、水性溶液中で２.０ま
たはそれ以上のｐＫ値および１４０以下の当量を有する、窒素非含有弱酸、および
ｄ）該溶媒が、約８ないし約１５の溶解度パラメーターを有するストリッピング溶媒系で
あり、該組成物の重量で約５０％ないし約９８％の量で存在する、
を含むものである、組成物。
　　【請求項９】　該弱酸が該ストリッピング組成物の重量で約０.０５％ないし約２５
％の量で該組成物中に存在する、請求項８に記載の組成物。
　　【請求項１０】　該弱酸が２.５またはそれ以上のｐＫを有する、請求項９に記載の
組成物。
　　【請求項１１】　該弱酸が１,２－ジヒドロキシベンゼンである、請求項１０に記載
の組成物。
　　【請求項１２】　該求核性アミンが２－アミノエタノールである、請求項１１に記載
の組成物。
　　【請求項１３】　該溶媒系がＮ－メチル－２－ピロリジノンおよびテトラヒドロチオ
フェン－１,１－ジオキシド、並びに場合により約１０％までの水を含む、請求項１２に
記載の組成物。
　　【請求項１４】　約５０％ないし約９８％のＮ－メチル－２－ピロリジノン、約１な
いし約２０％のテトラヒドロチオフェン－１,１－ジオキシド、約１ないし約２０％の水
、約１ないし約５０％の２－アミノエタノール、約０.０５％ないし約２５％の１,２－ジ
ヒドロキシベンゼン、および約０.０１％ないし５％の１,２－ジアミノシクロヘキサンテ
トラカルボン酸を重量ベースで含む、請求項８に記載の組成物。
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